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１．概要（Summary） 

 我々は参考文献（1）及び（2）で報告した、ナノサイズの

金 2層構造で形成されている、非相反光伝播機能を発現

するデバイス試作を、昨年度から東京工業大学微細加工

PF の構造作製・技術代行で行ってきており、電子線リソ

グラフィを用いたリフトオフプロセスで所望の２層ナノパタ

ーン形成が可能なことを確認した。本試作ではその条件

を用い、前回試作（課題番号 F-16-IT-0001）で形成した

下層 Auパターンの上に上層パターン形成を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム露光装置 (スピンコータ・ホットプレート・オ

ーブン等を含む）、電子ビーム露光データ加工ソフト

ウェア、高真空蒸着装置。 

【実験方法】 

透明層間絶縁膜材料として、ﾊｲﾄﾞﾛｼﾞｪﾝｾﾙｼｽｷｵｷｻﾝ

(HSQ)を採用している。下層金パターンを形成した基板

に、スピン塗布でHSQ膜を形成した後に、①200度ベー

ク、②400 度ベーク、の２段階ベークを行い、透明層間絶

縁膜形成した。その後下層と同じプロセスを用いて上層

金ナノパターン形成を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 光学顕微鏡で下層と上層のウエハマーク部を観察した

結果を Fig.1 に示す。正しくアライメント描画されている事

を確認した。 

 SEMを用いてHSQ膜上にリフトオフで形成した Auの

80 nm のライン&スペースパターンを観察した結果を

Fig.2に示す。HSQ膜上に石英基板上と同様に形成され

ている事を確認した。 
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・参考文献：  
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（2014 春）、講演番号：18a-F12-2 

（2）M. Naruse, et al., J. Opt. Soc. Am. B / Vol. 31, No. 

10 (2014) pp2404-2413 
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５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig.1  Optical microscope image of Bottom 

and Top Wafer Marks 

Fig. 2  SEM image of 80 nm width LS-pattern  

on HSQ layer (x50k) 


